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(57)摘要

本发明公开了一种可实现高低温瞬间变化

的温度冲击试验箱，包括：箱体，所述箱体包括侧

箱体及试验箱，所述侧箱体设于所述试验箱一侧

壁处，且所述侧箱体与所述试验箱之间设有气流

循环通道；温度冲击试验装置，所述温度冲击试

验装置包括样品固定装置、高温冲击装置及低温

冲击装置，且所述高温冲击装置及低温冲击装置

可对放置在所述样品固定装置上的样品进行高

温冲击或者低温冲击。本发明是一种极大地缩短

测试时间、降低测试能耗的可实现高低温瞬间变

化的温度冲击试验箱。
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1.一种可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，包括：

箱体，所述箱体包括侧箱体及试验箱，所述侧箱体设于所述试验箱一侧壁处，且所述侧

箱体与所述试验箱之间设有气流循环通道；

温度冲击试验装置，所述温度冲击试验装置包括样品固定装置、高温冲击装置及低温

冲击装置，且所述高温冲击装置及低温冲击装置可对放置在所述样品固定装置上的样品进

行高温冲击或者低温冲击。

2.如权利要求1所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述高

温冲击装置及低温冲击装置可对放置在所述样品固定装置上的样品进行轮番地高温冲击

或者低温冲击。

3.如权利要求1所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述高

温冲击装置为功率大小可调的激光发射装置。

4.如权利要求3所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述低

温冲击装置为流量大小可调的氮气发射装置。

5.如权利要求4所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述样

品固定装置还连接有驱动装置，，所述驱动装置驱动所述样品固定装置转动，所述样品固定

装置上布设有呈圆周形排列的凹槽，样品固定在所述凹槽内。

6.如权利要求5所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述激

光发射装置及所述氮气发射装置设于所述样品固定装置的上方，且正对所述凹槽，所述激

光装置及所述氮气发射装置可分别对放置在所述凹槽内的样品进行激光加热或者氮气制

冷。

7.如权利要求1所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述驱

动装置包括：依次连接的上位机、PLC控制器、变频器及电机，且所述上位机设有人机操作界

面，所述人机操作界面用于输入工作参数，并通过所述上位机转换成控制指令传递给所述

PLC控制器，所述PLC控制器通过所述变频器对所述电机的开启、停止和转速进行控制。

8.如权利要求5所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，还包括

用于安装所述激光发射装置及氮气发射装置的固定板，所述激光发射装置及氮气发射装置

安装于所述固定板的下表面，还包括液氮管道，液氮管道布设于所述固定板的上表面，一端

与外部液氮气源连接，另一端与所述氮气发射装置连接。

9.如权利要求5所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述激

光发射装置及氮气发射装置呈圆周形布设地安装于所述固定板的下表面，且每个所述凹槽

对准一个所述激光发射装置或氮气发射装置。

10.如权利要求5所述的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱，其特征在于，所述

凹槽底部还设有温度传感装置，且所述温度传感装置还连接有数据采集卡，并通过所述数

据采集卡连接到计算机，所述计算机通过所述数据采集卡采集所述凹槽内的温度变化信

息。
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可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱

技术领域

[0001] 本发明涉及高低温冲击试验设备技术领域，尤其涉及一种可实现高低温瞬间变化

的温度冲击试验箱。

背景技术

[0002] 除着电子工业产品对于质量的要求越来越高，这就要求在试验室必须完全真实地

模拟产品现实中的使用情况，甚至是在通电情况下进行的试验，比如锂电泄测试，但试验过

程中，往往会伴随一定的风险，比如样品由于材料的原因，耐受不了极限的温度，同时样品

自身带有一定的发热量，如此综合作用，加速了样品绝缘的老化，可能会因为局部温度过

高，而产生燃烧，将试验产品全部报废，甚至将试验箱烧毁，引发火灾。现有的高低温试验箱

可以进行湿度的高、低控制，气压的高、低控制，温度的高、低控制，以达到试验环境的模拟。

对于湿度的控制，一般会采用加热器、蒸发器以及空气循环装置，将空气内的湿度增加或减

少，但是对于某些产品需要做雨水试验，这类试验箱却无法模拟需要的条件。

[0003] 目前现有技术中的高低温冲击试验箱，普通的高低温试验箱大多都是分为高温产

生装置、低温产生装置和测试箱体，分别通过高温产生装置和低温产生装置轮流对放置于

测试箱体内部的样品进行轮番的高低温冲击。

[0004] 现有技术中的高低温冲击试验箱，需要对整个测试箱体的温度进行快速调节，如

此调节过程中，温度的变化必须经过一个比较慢的过程，这就会造成测试的时间漫长，而且

还由于整个箱体的空间比较大会造成大量的能源的浪费。

[0005] 因此，亟需一种极大地缩短测试时间、降低测试能耗的可实现高低温瞬间变化的

温度冲击试验箱。

发明内容

[0006] 本发明的目的是提供一种极大地缩短测试时间、降低测试能耗的可实现高低温瞬

间变化的温度冲击试验箱。

[0007] 为了实现上述目的，本发明提供的技术方案为：提供一种可实现高低温瞬间变化

的温度冲击试验箱，包括：

[0008] 箱体，所述箱体包括侧箱体及试验箱，所述侧箱体设于所述试验箱一侧壁处，且所

述侧箱体与所述试验箱之间设有气流循环通道；

[0009] 温度冲击试验装置，所述温度冲击试验装置包括样品固定装置、高温冲击装置及

低温冲击装置，且所述高温冲击装置及低温冲击装置可对放置在所述样品固定装置上的样

品进行高温冲击或者低温冲击。

[0010] 所述高温冲击装置及低温冲击装置可对放置在所述样品固定装置上的样品进行

轮番地高温冲击或者低温冲击。

[0011] 所述高温冲击装置为功率大小可调的激光发射装置。

[0012] 所述低温冲击装置为流量大小可调的氮气发射装置。
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[0013] 所述样品固定装置还连接有驱动装置，所述驱动装置驱动所述样品固定装置转

动，所述样品固定装置上布设有呈圆周形排列的凹槽，样品固定在所述凹槽内。

[0014] 所述激光发射装置及所述氮气发射装置设于所述样品固定装置的上方，且正对所

述凹槽，所述激光装置及所述氮气发射装置可分别对放置在所述凹槽内的样品进行激光加

热或者氮气制冷。

[0015] 所述驱动装置包括：依次连接的上位机、PLC控制器、变频器及电机，且所述上位机

设有人机操作界面，所述人机操作界面用于输入工作参数，并通过所述上位机转换成控制

指令传递给所述PLC控制器，所述PLC控制器通过所述变频器对所述电机的开启、停止和转

速进行控制。

[0016] 还包括用于安装所述激光发射装置及氮气发射装置的固定板，所述激光发射装置

及氮气发射装置安装于所述固定板的下表面，还包括液氮管道，液氮管道布设于所述固定

板的上表面，一端与外部液氮气源连接，另一端与所述氮气发射装置连接。

[0017] 所述激光发射装置及氮气发射装置呈圆周形布设地安装于所述固定板的下表面，

且每个所述凹槽对准一个所述激光发射装置或氮气发射装置。

[0018] 所述凹槽底部还设有温度传感装置，且所述温度传感装置还连接有数据采集卡，

并通过所述数据采集卡连接到计算机，所述计算机通过所述数据采集卡采集所述凹槽内的

温度变化信息。

[0019] 与现有技术相比，由于在本发明可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱中，包

括有所述温度冲击试验装置，所述温度冲击试验装置包括高温冲击装置及低温冲击装置，

所述高温冲击装置及低温冲击装置可对放置在所述样品固定装置上的样品进行高温冲击

或者低温冲击。在本发明中，能够迅速地通过所述高温冲击装置及低温冲击装置对固定在

凹槽内的样品进行轮番的高温、低温冲击，冲击的温度能够在瞬间变化，也可以缓慢地变

化，满足不同的测试需求，能够真正做到瞬间高温或者低温，且不需要将整个所述试验箱内

的温度进行冷热交替，能够极大地降低能耗和缩短测试的时间。

[0020] 通过以下的描述并结合附图，本发明将变得更加清晰，这些附图用于解释本发明

的实施例。

附图说明

[0021] 图1所示为本发明可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱的一个实施例的剖面

结构示意图。

[0022] 图2所示为如图1所示的可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱的样品固定装

置的示意图。

图3所示为驱动装置的电路原理模块图。

[0023] 图4所示为温度采集电路原理模块图。

具体实施方式

[0024] 现在参考附图描述本发明的实施例，附图中类似的元件标号代表类似的元件。如

上所述，参考1、2、3，本发明提供一种可实现高低温瞬间变化的温度冲击试验箱100，包括：

[0025] 箱体1，所述箱体1包括侧箱体2及试验箱3，所述侧箱体2设于所述试验箱3一侧壁
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处，且所述侧箱体2与所述试验箱3之间设有气流循环通道；具体地，所述试验箱3内的气体

可通过所述侧箱体2内进行温度调节，经过温度调节之后的气体重新回到所述试验箱3内，

更具体地，所述侧箱体2内可设置加热器21和蒸发器22，所述加热器21起到加热的作用，所

述蒸发器22起到制冷作用，可根据测试需要选择所述加热器21还是蒸发器22工作，进而调

节所述试验箱3内的测试环境温度。或者所述试验箱3内部的气体可通过所述侧箱体2  与外

界空气进行循环，可以引入外部高温气体或者低温气体，或者对所述试验箱3内的气压进行

调节。

[0026] 参考图1，温度冲击试验装置4，所述温度冲击试验装置4包括样品固定装置41、高

温冲击装置42及低温冲击装置43，且所述高温冲击装置42及低温冲击装置43可对放置在所

述样品固定装置41上的样品进行高温冲击或者低温冲击。如图1所示，所述温度冲击试验装

置4是设置在所述试验箱3内部，如此能够隔绝所述温度冲击试验装置4在工作时与外部接

触，能够给所述温度冲击试验试验装置4营造一个独立的、可调的试验气氛，不会与外界环

境进行交叉污染。

[0027] 一个实施例中，所述高温冲击装置42及低温冲击装置43可对放置在所述样品固定

装置41上的样品进行轮番地高温冲击或者低温冲击。具体地，对于同一个所述样品固定装

置41上的样品，所述高温冲击装置42和低温冲击装置43  可以轮番地进行冲击，切换所述高

温冲击装置42或低温冲击装置43的时间间隔可以在极短时间内进行，也可以在一个较长的

时间内进行，间隔时间的长短是自由控制的，而且所述高温冲击装置42及低温冲击装置43

所输出的功率大小是可调的。一个实施例中，所述高温冲击装置42为功率大小可调的激光

发射装置。激光发射装置的优点是能量集中，方向性好，尽可能减少对非相关目标造成干

扰，此外，由于其功率大小可调，因此所述激光发射装置所产生的温度范围是很宽的，由于

激光所产生的温度很容易就上万摄氏度，而绝大部分测试只需几百度高温足矣，因此所述

激光发射装置所产生的高温足以满足一切高温测试需求，一般而言只需极小的功率的激光

发射装置即可满足绝大部分的测试需求。

[0028] 一个实施例中，所述低温冲击装置43为流量大小可调的氮气发射装置。所述氮气

发射装置所发射的物质是氮气，氮气来源于外部氮气瓶，液氮在气化过程中，吸收大量的

热，能使样品的温度进行瞬间降温至负200度以下，因此需要对所述氮气发射装置所发射出

来的氮气的气量进行控制，以达到控制其降温的目的，防止温度过低。

[0029] 因此，需要说明的是，通过上述两个实施例中介绍的激光发射装置及氮气发射装

置对样品进行高低温冲击，能够使得样品所处的温度环境瞬间发生变化，事实上，样品所处

的温度环境也可以是缓慢变化，取决于所述高温冲击装置42  及低温冲击装置43的功率的

大小，及取决于该两个装置的功率大小以及功率的变化速率的大小。

[0030] 如图1、2所示的实施例中，所述样品固定装置41还连接有驱动装置，所述驱动装置

驱动所述样品固定装置41转动，所述样品固定装置41上布设有呈圆周形排列的凹槽45，样

品固定在所述凹槽45内。如图2所示的实施例中，示例性地给出一圈所述凹槽45，实际应用

中，所述凹槽45的圈数可以是多圈，此外，所述凹槽45的内壁需要设计成保温内壁，能够防

止各个所述凹槽45之间的温度进行相互干扰，也能够降低能量的损失，减少能耗。如图1所

示的实施例中，所述激光发射装置及所述氮气发射装置设于所述样品固定装置41的上方，

且正对所述凹槽45，所述激光装置及所述氮气发射装置可分别对放置在所述凹槽45内的样
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品进行激光加热或者氮气制冷。具体地，所述激光发射装置及所述氮气发射装置设置成圆

周形，同样可以对应所述呈圆周形排列的凹槽45设置成一圈或者多圈，与所述凹槽45的圈

数对应，即是每个所述凹槽45上方对应地设置有一所述激光发射装置或所述氮气发射装

置。

[0031] 如图3所示的实施例中，所述驱动装置44包括：依次连接的上位机441、  PLC控制器

442、变频器443及电机444，且所述上位机441设有人机操作界面445，所述人机操作界面445

用于输入工作参数，并通过所述上位机441转换成控制指令传递给所述PLC控制器442，所述

PLC控制器442通过所述变频器443对所述电机444的开启、停止和转速进行控制。

[0032] 如图1所示的实施例中，还包括用于安装所述激光发射装置及氮气发射装置的固

定板46，所述激光发射装置及氮气发射装置安装于所述固定板46的下表面，还包括液氮管

道，所述液氮管道布设于所述固定板46的上表面，一端与外部液氮气源连接，另一端与所述

氮气发射装置连接。需要说明的是，所氮气发射装置必须布设所述液氮管道，且所述液氮管

道是从外部液氮气源进行连接，而所述激光发射装置只需在所述固定板46内部布设导电线

缆即可，所述激光发射装置是直接安设于所述固定板46的下表面，所述激光发射装置46可

以是功率大小可调的激光发射枪。

[0033] 如图1所示的实施例中，所述激光发射装置及氮气发射装置呈圆周形布设地安装

于所述固定板46的下表面，且每个所述凹槽45对准一个所述激光发射装置或氮气发射装

置。因此，每个所述凹槽45内的样品所进行的测试都是独立的，有的凹槽可以进行高温冲

击，而有的凹槽内可以进行低温冲击。

[0034] 一个实施例中，如图4所示，所述凹槽45的底部还设有温度传感装置47，且所述温

度传感装置47还连接有数据采集卡48，并通过所述数据采集卡48连接到计算机49，所述计

算机49通过所述数据采集卡48采集所述凹槽45内的温度变化信息。通过所述计算机49能够

将所述凹槽45的温度变化曲线很好地展示出来，能够进一步联网或者连接打印机以通过打

印机输出。

[0035] 以上所揭露的仅为本发明的优选实施例而已，当然不能以此来限定本发明之权利

范围，因此依本发明申请专利范围所作的等同变化，仍属本发明所涵盖的范围。
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